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(57) Abstract: The invention relates to an illumination system for a micro lithography projection exposure installation, said system 
comprising a light distribution device (21) generating a two-dimensional intensity distribution from the light from a primary light 
source, for example a laser, in a first surface (25) of the illumination system. A honeycomb condenser (55) comprising a Hrst grid 
arrangement and a second grid arrangement (40) of optical elements is used as a light mixing device for homogenising the illumina- 
lion m the illumination field of the illumination system. The Hrst grid arrangement (35) consists of first grid elements (36), and the 
second grid arrangement (40) consists of second grid elements (41). The light distribution device comprises at least one diffracUve 
optical element (21) for generating an angular distribution, the Fraunhofer region thereof comprising separate or connected luminous 
regions that correspond to the shape and size of the firet grid elements (36). 

(57) Zusammenfassung: Ein Beleuchtungssystem fUr eine Mikrolithographtc-ProjektionsbeHchtungsanlage hat eine Lichtvertei- 
lungseinrichtung (21). die aus dem Licht cincr primfircn Lichtquelle. bcispiclswcisc cines Lasers, in einer ereten FlSchc (25) des 
Belcuchtungssystems eine zweidimensionale IntensitStsveiteilung erzeugi. Ein Wabenkondensor (55) mit einer ersten und einer 
zweiten Rasteianordnung 
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VercinentUcht: 

— ohne intemalionaien Recherckenbericht und enteut zu ver- 
offentlichen nach Erhatt des Berichts 

Zur Erkidnmg der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder regul&ren Ausgabe der 
PCT-Gazeite verwiesen. 



(40) opiischer Elemente dient a]s Lichtmischeinrichlung zur Homogenisierung der Beleuchtung im Beleuchtungsfeld des Beleuch- 
tungssysiems. Der Wabenkondensor hat eine ersle Rasteranordnung (35) ersier Rasterelemente (36) sowie eine zweite Rasteranord- 
nung (40) zweiter Raslerelemente (41). Die Lichtverteilungseinrichlung umfasst mindestens ein diffraktives optisches Element (21) 
zur Erzeugung einer Winkelverteilung, deren Femfeld getrennte oder zusaxnmenhangende Leuchtzonen aufweist, die auf die Fbrm 
und Grtisse der ersten Rasterelemente (36) abgestimmt sind. 



